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午後の部 1
Afternoon Oral Session Part 1

座長：近藤　博基（名古屋大学）
Chair：HirokiKONDO（NagoyaUniv.）
13:00-13:30 Keynote C5-K8-001

再生可能エネルギーによる温室効果ガス有効利
用 / Greenhouse Gas Utilization by Renewable 
Electricity

野崎　智洋、亀島　晟吾、田村　奎志朗、水上　諒（東
京工業大学）
TomohiroNOZAKI,SeigoKAMESHIMA,
KeishioTAMURA,RyoMIZUKAMI（TokyoInstitute
ofTechnology）

13:30-14:00 Invited C5-I8-002
Surface Dielectric Barrier Discharges in 
Supercritical CO2 and Their Application to 
Deposition Processes

SvenSTAUSS1）,DavidZ.PAI1,2）,KoichiKURIBARA1）,
TakaakiTOMAI3）,ItaruHONMA3）,
KazuoTERASHIMA1）（1）DepartmentofAdvanced
Materials,GraduateSchoolofFrontierSciences,The
UniversityofTokyo,2）InstitutePprime-CNRS-
UniversityofPoitiers-ENSMADepartmentofFluids,
Thermics,Combustion,SP2MI,France,3）Instituteof
MultidisciplinaryResearchforAdvancedMaterials,
TohokuUniversity）

14:00-14:15 C5-O8-003
低マイクロ波電力でのマイクロ波励起水中気泡プ
ラズマ生成 / Production of Microwave Excited 
Bubble Plasma in Water at Low Microwave Power 
Injection

石島　達夫1）、伊藤　卓也1）、北野　卓也1）、
鈴木　宏明1）、田中　康規1）、上杉　喜彦1）、西山　聖2）、
堀邊　英夫2）（1）金沢大学、2）大阪市立大学）
TatsuoISHIJIMA1）,TakuyaITO1）,
TakuyaKITANO1）,HiroakiSUZUKI1）,
YasunoriTANAKA1）,YoshihikoUESUGI1）,
TakashiNISHIYAMA2）,HideoHORIBE2）（1）Kanazawa
University,2）OsakaCityUniversity）

14:15-14:30 C5-O8-004
マイクロ流路アレイ中のソリューションプラズマ
を用いた金ナノ粒子の合成 / Gold Nanoparticle 
Synthesis using Solution Plasma Generated in 
Micro Fluidic Arrays

白藤　立、外田　直也、田中　健司（大阪市立大学大学
院工学研究科）
TatsuruSHIRAFUJI,NaoyaSOTODA,
KenjiTANAKA（GraduateSchoolofEngineering,
OsakaCityUniversity）

14:30-15:00 Invited C5-I8-005
Photovoltaic Potentials of Nano-particles Based 
on Advanced Plasma Processes

HyunwoongSEO,ShinjiHASHIMOTO,SotaTANAMI,
NahoITAGAKI,KazunoriKOGA,
MasaharuSHIRATANI（KyushuUniversity）

15:00 〜 15:15  Break

午後の部 2
Afternoon Oral Session Part 2

座長：白藤　立（大阪市立大学）
Chair：TatsuruSHIRAFUJI（OsakaCityUniv.）
15:15-15:45 Invited C5-I8-006

先進プラズマプロセスによるカーボンナノ材料の合
成とグリーンエネルギー応用 / Advanced Plasma 
Synthesis of Carbon Nanomaterials for Green 
Energy Applications

近藤　博基1）、堀　勝1）、平松　美根男2）（1）名古屋大学、
2）名城大学）
HirokKONDO1）,MasaruHORI1）,
MineoHIRAMATSU2）（1）NagoyaUniversity,2）Meijo
University）



15:45-16:15 Keynote C5-K8-007
Low Damage Fluorographene Dielectrics for 
Graphene Transistor

Chao-sungLAI（DepartmentofElectronic
Engineering,ChangGungUniversity）

16:15-16:45 Invited C5-I8-008
Multivariate Analysis Techniques for Plasma 
Monitoring of Etching Processes

HaegyuJANG,HakseungLEE,HeeyeopCHAE
（SungkyunkwanUniversity（SKKU））

16:45-17:15 Invited C5-I8-009
Quantitative Diagnostics of Inductive Plasmas in 
Chlorine, Oxygen and Chlorine-Oxygen Mixtures

Jean-paulBOOTH,MickaelFOUCHER,
DaniilMARINOV,PascalCHABERT（LPP-CNRS,
EcolePolytechnique）

12 月 9 日（水） 
December 9（Wed.）

横浜市開港記念会館 Room C
Yokohama Port Opening Plaza, Room C

午前の部 1
Morning Oral Session Part 1

座長：柳生　義人（佐世保工業高等専門学校）
Chair：YoshihitoYAGYU（NationalInstituteof

Technology,SaseboCollege）
9:30-10:00 Keynote C5-K9-001

マグネトロンスパッタリングによるCu2ZnSnS4薄膜
堆積過程の解析 / Analysis of Magnetron Sputtering 
Deposition Processes of Cu2ZnSnS4 Thin Films

佐々木　浩一1）、ナファリザルナヤン1,2）（1）北海道大学
大学院工学研究院量子理工学部門、2）TunHusseinOnn
Malaysia大学）
KoichiSASAKI1）,NayanNAFARIZAL1,2）（1）Divisionof
QuantumScienceandEngineering,Hokkaido
University,2）UniversitiTunHusseinOnnMalaysia）

10:00-10:15 C5-O9-002
ハイパワーインパルスマグネトロンスパッタリング
中の基板温度の加熱機構 / Heating Mechanisms of 
Substrate Temperature in High-power Impulse 
Magnetron Sputtering

服部　克宏1）、太田　貴之1）、小田　昭紀2）、
上坂　裕之3）（1）名城大学理工学部、2）千葉工業大学、3）名
古屋大学大学院工学研究科）
KatsuhiroHATTORI1）,TakayukiOHTA1）,
AkinoriODA2）,HiroyukiKOUSAKA3）（1）Facultyof
ScienceandTechnology,UniversityofMeijo,2）Chiba
InstituteofTechnology,3）GraduateShcoolof
Engineering,UniversityofNagoya）

10:15-10:30 C5-O9-003
幅50 mmの材料プロセス用大気圧プラズマジェット
生成 / Production of a 50-mm-wide Atmospheric 
Pressure Plasma Jet for Materials Processing

キムジェホー、榊田　創、板垣　宏知（国立研究開発法
人産業技術総合研究所）
JaehoKIM,HajimeSAKAKITA,HiromotoITAGAKI
（NationalInstituteofAdvancedIndustrialScienceand
Technology（AIST））

10:30-11:00 Invited C5-I9-004
低温プラズマジェットにより気液相中に発生する活
性酸素のヨウ素でんぷん反応による検出 / Detection 
of Reactive Oxygen Species Generated by Non-
thermal Plasma Jet using Iodine-starch Reactions

川崎　敏之（日本文理大学工学部）

ToshiyukiKAWASAKI（FacultyofEnginnering,
NipponBunriUniversity）

11:00-11:30 Invited C5-I9-005
紫外吸収分光方法を用いたプラズマ医療研究 / UV-VIS 
Absorption Spectroscopy for Plasma Medicine

呉　準席1,2）、EndreSZILI3,4）、Sung-HaHONG3,4）、
古田　寛1,2）、RobertSHORT3,4）、八田　章光1,2）（1）高知
工科大学システム工学群、2）高知工科大学総合研究所ナ
ノセンター、3）UniversityofSouthAustralia、4）Wound
ManagementInnovationCooperativeResearch
Centre）
Jun-seokOH1,2）,EndreSZILI3,4）,Sung-haHONG3,4）,
HiroshiFURUTA1,2）,RobertSHORT3,4）,
AkimitsuHATTA1,2）（1）SchoolofSystemsEngineering,
KochiUniversityofTechnology,2）Centerfor
Nanotechnology,ResearchInstituteofKUT,
3）UniversityofSouthAustralia,4）WoundManagement
InnovationCooperativeResearchCentre）

11:30-12:00 Invited C5-I9-006
交流高電圧とナノ秒パルスを用いた水導入空気プラズ
マジェットによる活性種制御と計測 / Measurements 
of Reactive Species Controlled by Wet-Air Plasma 
Jet using AC High Voltage and Nanosecond 
Pulses

高島　圭介、金子　俊郎（東北大学大学院工学研究科）

KeisukeTAKASHIMA,ToshiroKANEKO
（DepartmentofElectronicEngineering,Tohoku
University）

午後の部 2
Afternoon Oral Session Part 2

座長：高島　圭介（東北大学）
Chair：KeisukeTAKASHIMA（TohokuUniv.）
13:00-13:15 C5-O9-007

室温・氷点下における大気圧ヘリウムパルス放電及び誘
電体バリア放電のレーザー診断 / Laser Diagnostics 
on Atmospheric-pressure Helium Pulsed and 
Dielectric Barrier Discharges at Room- and 
Cryogenic-temperatures

安井　涼馬、榊原　教貴、宗岡　均、寺嶋　和夫（東京大学）

RyomaYASUI,NoritakaSAKAKIBARA,
HitoshiMUNEOKA,KazuoTERASHIMA（The
UniversityofTokyo）



13:15-13:30 C5-O9-008
雰囲気ガス流制御によるプラズマジェット放電特性
制御 / Control of Discharge Characteristics of a 
Plasma Jet by Ambient Gas-flow Conditions

内田　儀一郎、中島　厚、竹中　弘祐、節原　裕一（大
阪大学接合科学研究所）
GiichiroUCHIDA,AtsushiNAKAJIMA,
KosukeTAKENAKA,YuichiSETSUHARA（Joining
andWeldingResearchInstitute,OsakaUniversity）

13:30-14:00 Invited C5-I9-009
プラズマ－生体界面における数値モデリング / 
Numerical Modeling of Interface between 
Discharge Plasma and Biological Objects

内田　諭、杤久保　文嘉（首都大学東京）

SatoshiUCHIDA,FumiyoshiTOCHIKUBO（Tokyo
MetropolitanUniversity）

14:00-14:15 C5-O9-010
FE-DBDプラズマが酵母Saccharomyces cerevisiae
の遺伝子発現に与える影響 / The Primary Results 
of Gene Expression by DNA Microarray Analysis 
on Yeast, Saccharomyces cerevisiae, after FE-DBD 
Plasma Exposure

柳生　義人1）、林　信哉2）、山崎　隆志1）、畑山　雄大1）、
大島　多美子1）、越村　匡博1）、宮本　大毅1）、
猪原　武士1）、川崎　仁晴1）、須田　義昭1）（1）佐世保工
業高等専門学校、2）九州大学）
YoshihitoYAGYU1）,NobuyaHAYASHI2）,
TakashiYAMASAKI1）,YutaHATAYAMA1）,
TamikoOHSHIMA1）,MasahiroKOSHIMURA1）,
TaikiMIYAMOTO1）,TakeshiIHARA1）,
HiroharuKAWASAKI1）,YoshiakiSUDA1）（1）National
InstituteofTechnology,SaseboCollege,2）Kyushu
University）

14:15-14:30 C5-O9-011
3Dプリンタを用いた超小型大気圧低温プラズマジェッ
トの開発 / Development of Atmospheric Non-
thermal Mini-plasma Jet Created by a 3D Printer

高松　利寛1,2）、川野　浩明2）、宮原　秀一2）、東　健1）、
沖野　晃俊2）（1）神戸大学医学研究科消化器内科、2）東京
工業大学大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻）
ToshihiroTAKAMATSU1,2）,HiroakiKAWANO2）,
HidekazuMIYAHARA2）,TakeshiAZUMA1）,
AkitoshiOKINO2）（1）DepartmentofGastroenterology,
KobeUniversity,2）DepartmentofEnergySciences,
TokyoInstituteofTechnology）

14:30-15:00 Invited C5-I9-012
ソリューションプラズマによる異種元素含有カーボン
材料の合成 / Synthesis of Heteroatom-containing 
Carbon Materials by Solution Plasma

石崎　貴裕1,2）、千葉　聡1）、和田　雄大1）、木口　崇彦1）
（1）芝浦工業大学、2）JST-CREST）
TakahiroISHZIAKI1,2）,SatoshiCHIBA1）,
YutaWADA1）,TakayoshiKIGUCHI1）（1）Shibaura
InstituteofTechnology,2）JST-CREST）

15:00-15:15 C5-O9-013
高圧二酸化炭素中でのパールズ・レーザー・アブ
レーションによる金、銀及びチタンナノ粒子の生成 
/ Synthesis of Au, Ag and Ti Nanoparticles by 
Pulsed Laser Ablation in Pressurized CO2

マルディスマルディアンシャ1）、高田　昇治2）、
ワーユディオノ1）、シティマームダー3）、神田　英輝1）、
後藤　元信1）（1）分子化学工学分野　名古屋大学、2）技術セ
ンター　名古屋大学、3）化学工学分野　スラバヤ工科大学）
MardiansyahMARDIS1）,NoriharuTAKADA2）,
DionoWAHYU1）,MachmudahSITI3）,
HidekiKANDA1）,MotonobuGOTO1）（1）Departmentof
ChemicalEngineering,NagoyaUniversity,2）Technical
Center,NagoyaUniversity,3）DepartmentofChemical
Engineering,SepuluhNopemberInstituteof
Technology）

15:15-15:30 C5-O9-014
ラジカル支援有機金属化学気相成長法による窒化物の
低温成長 / Low-temperature Growth of InN Films 
on Si（111） Substrates by Radical-Enhanced 
Metal-Organic Chemical Vapor Deposition

高井　慎之介、岩本　一希、盧　翌、小田　修、
竹田　圭吾、近藤　博基、石川　健治、関根　誠、
堀　勝（名古屋大学）
ShinnosukeTAKAI,KazukiIWAMOTO,YiLU,
OsamuODA,KeigoTAKEDA,HirokiKONDO,
KenjiISHIKAWA,MakotoSEKINE,MasaruHORI
（NagoyaUniversity）

12 月 10 日（木） 
December 10（Thu.）

横浜市開港記念会館 Room C
Yokohama Port Opening Plaza, Room C

午前の部
Morning Oral Session

座長：内田　儀一郎（大阪大学）
Chair：GiichiroUCHIDA（OsakaUniv.）
9:30-10:00 Keynote C5-K10-001

プラズマスプレー PVD時の不均化反応促進に伴う
Si/SiOx複合ナノ粒子形成 / Nanocomposite Si/
SiOx Particle Formation Through Enhanced 
Disproportionation Reaction during Plasma Spray 
PVD

田代　亘、神原　淳（東京大学大学院工学系研究科マテ
リアル工学専攻）
TohruTASHIRO,MakotoKAMBARA（Deptof
MaterialsEngineering,TheUniversityofTokyo）

10:00-10:30 Invited C5-I10-002
熱プラズマジェットに輸送されるナノ粒子群の集団
生成過程のモデリング / Modelling of Collective 
Formation of Nanoparticles Transported with a 
Thermal Plasma Jet

茂田　正哉（大阪大学接合科学研究所）

MasayaSHIGETA（JoiningandWeldingResearch
Institute,OsakaUniversity）



10:30-10:45 C5-O10-003
プラズマスパッタリングを用いたSi・SiO2基板上に
おけるシリコンナノワイヤ形成 / Silicon Nanowire 
Growth on Si and SiO2 Substrates by Plasma 
Sputtering

竹下　知寛、山田　郁美、平野　裕太郎、西村　顕吉、
鷹尾　祥典、江利口　浩二、斧　高一（京都大学大学院
工学研究科）
ChihiroTAKESHITA,IkumiYAMADA,
YutaroHIRANO,KenkichiNISHIMURA,
YoshinoriTAKAO,KojiERIGUCHI,KouichiONO
（GraduateSchoolofEngineering,KyotoUniversity）

10:45-11:00 C5-O10-004
マイルドプラズマによる数層二セレン化タングステ
ンの光電気特性制御 / Mild Plasma Treatment for 
Modulation of Optoelectrical Property of Few-
Layer Tungsten Diselenide

永井　黎人、加藤　俊顕、高橋　智之、金子　俊郎（東
北大学大学院工学研究科）
ReitoNAGAI,ToshiakiKATO,
TomoyukiTAKAHASHI,ToshiroKANEKO
（DepartmentofElectronicEngineering,Tohoku
University）

11:00-11:15 C5-O10-005
ITOコートされた離散的ナノ柱状構造化InN薄膜の
エレクトロクロミック耐久性 / Electrochromic 
Durability of ITO-coated InN Films with Isolated 
Nanocolumnar Structure

井上　泰志1,2）、枡川　尊重2）、高井　治3）（1）千葉工業大
学工学部、2）千葉工業大学大学院工学研究科、3）関東学
院大学材料・表面工学研究所）
YasushiINOUE1,2）,TakashigeMASUKAWA2）,
OsamuTAKAI3）（1）FacultyofEngineering,Chiba
InstituteofTechnology,2）GraduateSchoolof
Engineering,ChibaInstituteofTechnology,3）Materials
&SurfaceEngineeringResearchInstitute,Kanto-
GakuinUniversity）

11:15-11:30 C5-O10-006
エッチングマスクとしてカーボンナノウォールを
使用した反射防止ナノ構造の作製 / Etching of 
Carbon Nanowalls/SiO2 for the Fabrication of 
Antireflective Nanostructures

東松　真和1）、平松　美根男1）、近藤　博基2）、堀　勝2）
（1）名城大学、2）名古屋大学）
MasakazuTOMATSU1）,MineoHIRAMATSU1）,
HirokiKONDO2）,MasaruHORI2）（1）Universityof
Meijo,2）NagoyaUniversity）

11:30-12:00 Invited C5-I10-007
F2とNOｘガスを用いたSi系材料の表面粗さ制御 / 
Controlling Surface Morphology of Si Related 
Materials using F2 and NOx Gases

田嶋　聡美1）、林　俊雄1）、佐々木　実2）、山川　晃司3）、
石川　健治1）、関根　誠1）、堀　勝1）（1）名古屋大学、2）豊
田工業大学、3）株式会社片桐エンジニアリング）
SatomiTAJIMA1）,ToshioHAYASHI1）,
MinoruSASAKI2）,KojiYAMAKAWA3）,
KenjiISHIKAWA1）,MakotoSEKINE1）,
MasaruHORI1）（1）NagoyaUniversity,2）Toyota
TechnologicalInstitute,3）KatagiriEngineering
Co.,Ltd.）

12 月 8 日（火） 
December 8（Tue.）

産業貿易センタービル ホール（1F）
INDUSTRY & TRADE CENTER Hall（1F）

ポスターセッション
Poster Session

座長：白谷　正治（九州大学）
Chair：MasaharuSHIRATANI（KyushuUniv.）
17:30-18:30 C5-P8-001

Synthesis and Mechanism of Copper Induced 
Hollow Carbon Nanospheres using Arc Discharge

RuiHU1,2）,XiangkeWANG2）,MasaakiNAGATSU1）
（1）GraduateSchoolofScienceandTechnology,
ShizuokaUniversity,2）InstituteofPlasmaPhysics,
ChineseAcademyofSciences）

17:30-18:30 C5-P8-002
Performance Enhancement of Si Quantum Dot-
sensitized Solar Cells Based on Improved Charge 
Transfer

HyunwoongSEO,ShinjiHASHIMOTO,SotaTANAMI,
NahoITAGAKI,KazunoriKOGA,
MasaharuSHIRATANI（KyushuUniversity）

17:30-18:30 C5-P8-003
クラスタ及びSiH3ラジカルのSiH2結合形成への寄与 / 
Contribution of Clusters and SiH3 Radicals to Si-
H2 Bond Formation in a-Si:H Films

毛屋　公孝、鳥越　祥宏、都甲　将、山下　大輔、徐　鉉雄、
板垣　奈穂、古閑　一憲、白谷　正治（九州大学）
KimitakaKEYA,YoshihiroTORIGOE,SusumuTOKO,
DaisukeYAMASHITA,HyunwoongSEO,
NahoITAGAKI,KazunoriKOGA,
MasaharuSHIRATANI（KyushuUniversity）

17:30-18:30 C5-P8-004
CO2-H2ヘリコンプラズマにおけるCH4生成反応速度 
/ Reaction Rate of CH4 Generation in CO2 - H2 
Helicon Plasmas

都甲　将、片山　龍、古閑　一憲、白谷　正治（九州大学）

SusumuTOKO,RyuKATAYAMA,KazunoriKOGA,
MasaharuSHIRATANI（KyushuUniversity）



17:30-18:30 C5-P8-005
高周波酸素プラズマ中の活性種によるタンパク質分解
特性 / Characteristics of Protein Decomposition 
by Active Species in RF Oxygen Plasma

濱崎　浩、劉　震、酒井　靖広、林　信哉（九州大学大
学院総合理工学府）
HiroshiHAMASAKI,ZhenLIU,YasuhiroSAKAI,
NobuyaHAYASHI（InterdisciplinaryGraduateschool
ofEngineeringSciences,KyushuUniversity）

17:30-18:30 C5-P8-006
いくつかの金属粉体ターゲットを用いたPLDによる薄
膜作製II / Thin Film Preparation by PLD Method 
Using Several Metal Powder TargetsII

川崎　仁晴、大島　多美子、柳生　義人、猪原　武士、
須田　義昭（佐世保工業高等専門学校）
HiroharuKAWASAKI,TamikoOHSHIMA,
YoshihitoYAGYU,TakeshiIHARA,YoshiakiSUDA
（NationalInstituteofTechnology,SaseboCollege）

17:30-18:30 C5-P8-007
酸化物ターゲットを用いたプラズマ滅菌 / PLA 
Plasma for Several Bacterias Sterilization using 
Metal Oxide Targets

川崎　仁晴、大島　多美子、柳生　義人、猪原　武士、
須田　義昭（佐世保工業高等専門学校）
HiroharuKAWASAKI,TamikoOHSHIMA,
YoshihitoYAGYU,TakeshiIHARA,YoshiakiSUDA
（NationalInstituteofTechnology,SaseboCollege）

17:30-18:30 C5-P8-008
反応性マグネトロンスパッタ法によるZnNx薄膜の合成 
/ Synthesis of ZnNx Films by Reactive Magnetron 
Sputtering

上所　寛典1）、賈　軍軍1）、中村　新一1）、
ダニエルグロス2）、重里　有三1）（1）青山学院大学大学院、
2）FEP）
HironoriKAMIJO1）,JunjunJIA1）,
ShinichiNAKAMURA1）,DanielGLOESS2）,
YuzoSHIGESATO1）（1）GuraduateSchoolofScience
andEngineeringAoyamaGakuinUniversity,
2）Fraunhofer-InstitutfürOrganischeElektronik,
Elektronenstrahl-undPlasmatechnik（FEP））

17:30-18:30 C5-P8-009
反応性スパッタ法で作製したGaN薄膜の構造と熱物性 / 
Structure and Thermophysical Properties of GaN 
Thin Films Deposited by Reactive Sputtering

磯崎　勇児1）、山下　雄一郎2）、八木　貴志2）、
賈　軍軍1）、竹歳　尚之2）、中村　新一1）、重里　有三1）
（1）青山学院大学大学院、2）産業技術総合研究所）
YujiISOSAKI1）,YuichiroYAMASHITA2）,
TakashiYAGI2）,JunjunJIA1）,
NaoyukiTAKETOSHI2）,ShinichiNAKAMURA1）,
YuzoSHIGESATO1）（1）GuraduateschoolofScience
andEngineeringAoyamaGakuinUniversity,
2）NationalInstituteofAdvancedIndustrialScience
andTechnology）

17:30-18:30 C5-P8-010
反応性スパッタ法により合成したInGaN薄膜の特
性 / Characterization of In1-xGaxN Thin Films 
Deposited by Reactive Sputtering

上條　栞1）、磯崎　勇児1）、八木　貴志2）、山下　雄一郎2）、
賈　軍軍1）、中村　新一1）、竹歳　尚之2）、重里　有三1）
（1）青山学院大学大学院理工学専攻、2）産業技術総合研究
所）
ShioriKAMIJOU1）,YujiISOSAKI1）,TakashiYAGI2）,
YuichiroYAMASHITA2）,JunjunJIA1）,
ShinichiNAKAMURA1）,NaoyukiTAKETOSHI2）,
YuzoSHIGESATO1）（1）Graduateschoolofscienceand
Engineering,AoyamaGakuinUniversity,2）National
InstituteofAdvancedIndustrialScienceand
Technology（AIST））

17:30-18:30 C5-P8-011
パルスプラズマCVD法によるSiO:CH重合微粒子の生成 
/ Synthesis of SiO:CH Microparticles Polymerized 
in Pulsed RF Plasma CVD Process

小池　遼1）、井上　泰志1,2）、高井　治3）（1）千葉工業大学
大学院工学研究科、2）千葉工業大学工学部、3）関東学院
大学材料・表面工学研究所）
HarukaKOIKE1）,YasushiINOUE1,2）,OsamuTAKAI3）
（1）GraduateSchoolofEngineering,ChibaInstituteof
Technology,2）FacultyofEngineering,ChibaInstitute
ofTechnology,3）Materials&SurfaceEngineering
ResearchInstitute,Kanto-GakuinUniversity）

17:30-18:30 C5-P8-012
質量分析にょるダイヤモンドライクカーボン成膜
用炭化水素プラズマの診断 / Mass Spectrometric 
Study on Hydrocarbon Plasmas for Diamond-Like 
Carbon Coating

小田　昭紀1）、深井　駿1）、上坂　裕之2）、太田　貴之3）
（1）千葉工業大学工学部、2）名古屋大学、3）名城大学）
AkinoriODA1）,ShunFUKAI1）,HiroyukiKOUSAKA2）,
TakayukiOHTA3）（1）FacultyofEngineering,Chiba
InstituteofTechnology,2）NagoyaUniversity,3）Meijo
University）

17:30-18:30 C5-P8-013
プラズマ支援ミストCVDを用いて作製した酸化亜鉛
薄膜におけるミストが表面構造に与える影響 / Effect 
of Mists on Surface Structure of ZnO Films 
Deposited with Plasma-Assisted Mist CVD

竹中　弘祐、内田　儀一郎、節原　裕一（大阪大学接合
科学研究所）
KosukeTAKENAKA,GiichiroUCHIDA,
YuichiSETSUHARA（JWRI,OsakaUniversity）

17:30-18:30 C5-P8-014
プラズマ支援反応性スパッタリングによるa-IGZO薄膜
形成の反応制御 / Reaction Controllability of a-IGZO 
Films Deposited with Plasma-enhanced Reactive 
Sputtering

中田　慶太郎1）、竹中　弘祐1）、内田　儀一郎1）、
節原　裕一1）、江部　明憲2）（1）大阪大学接合科学研究所、
2）株式会社イー・エム・ディー）
KeitaroNAKATA1）,KosukeTAKENAKA1）,
GiichiroUCHIDA1）,YuichiSETSUHARA1）,
AkinoriEBE2）（1）JWRI,OsakaUniversity,2）EMD
Corporation）



17:30-18:30 C5-P8-015
メゾプラズマエピタキシャルブリッジングの分子
動力学シミュレーション / Molecular Dynamics 
Simulation of Mesoplasma Epitaxial Bridging

山田　令、神原　淳（東京大学大学院工学系研究科）

ReiYAMADA,MakotoKAMBARA（GraduateSchool
ofEngineering,UniversityofTokyo）

17:30-18:30 C5-P8-016
マグネトロンスパッタリングを用いたSi含有カーボン
膜の成膜 / Deposition of the Si-doped Carbon Film 
using a Magnetron Sputtering

大河内　優1）、太田　貴之1）、小田　昭紀2）、
上坂　裕之3）（1）名城大学、2）千葉工業大学、3）名古屋大学）
SuguruOHKOCHI1）,TakayukiOHTA1）,
AkinoriODA2）,HiroyukiKOUSAKA3）（1）Meijo
University,2）ChibaInstituteofTechnology,3）Nagoya
University）

12 月 9 日（水） 
December 9（Wed.）
横浜情報文化センター

Yokohama Media & Communications Center

ポスターセッション
Poster Session

座長：白谷　正治（九州大学）
Chair：MasaharuSHIRATANI（KyushuUniv.）
16:00-17:50 C5-P9-001

気液界面におけるパルス放電プラズマによる水溶液の
特性変化の空間分布計測 / Spatial Observation of 
Solution Property Changed by Pulsed Discharge 
Plasma at Gas-Liquid Interface

林　祐衣、間野　翔、高橋　茂則、高田　昇治、
神田　英輝、後藤　元信（名古屋大学工学研究科）
YuiHAYASHI,KakeruMANO,
ShigenoriTAKAHASHI,NoriharuTAKADA,
HidekiKANDA,MotonobuGOTO（Schoolof
Enginnering,NagoyaUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-002
基板テクスチャ構造がa-Si:H薄膜中Si-H2結合形成に
及ぼす影響 / Effects of Substrate Surface Texture 
on Si-H2 Bond Configuration in a-Si:H Films

毛屋　公孝、鳥越　祥宏、都甲　将、山下　大輔、徐　鉉雄、
板垣　奈穂、古閑　一憲、白谷　正治（九州大学）
KimitakaKEYA,YoshihiroTORIGOE,SusumuTOKO,
DaisukeYAMASHITA,HyunwoongSEO,
NahoITAGAKI,KazunoriKOGA,
MasaharuSHIRATANI（KyushuUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-003
Arプラズマ中の２つのダスト粒子間のポテンシャル / 
Inter-grain Potential between Two Dust Grains in 
Ar Plasma

白谷　正治、添島　雅大、伊東　鉄平、徐　鉉雄、
板垣　奈穂、古閑　一憲（九州大学）
MasaharuSHIRATANI,MasahiroSOEJIMA,
TeppeiITO,HyunwoongSEO,NahoITAGAKI,
KazunoriKOGA（KyushuUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-004
a-Si:H膜中のSi-H2結合生成に対する表面反応の寄与 / 
Contribution of Surface Reactions to Si-H2 Bond 
Formation in a-Si:H Thin Films

鳥越　祥宏、毛屋　公孝、都甲　将、山下　大輔、徐　鉉雄、
板垣　奈穂、古閑　一憲、白谷　正治（九州大学）
YoshihiroTORIGOE,KimitakaKEYA,SusumuTOKO,
DaisukeYAMASHITA,HyunwoongSEO,
NahoITAGAKI,KazunoriKOGA,
MasaharuSHIRATANI（KyushuUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-005
低圧酸素プラズマ中の活性酸素の種子上の細菌に対す
る不活化効果 / Inactivation Effect of Active Oxygen 
Species Generated in Low-Pressure Oxygen 
Plasma on Bacteria on Plant Seeds

小野　大帝1）、内田　詳平1）、林　信哉1）、小阪　梨奈2）、
副田　康貴2）（1）九州大学、2）住化農業資材株式会社）
ReotoONO1）,ShoheiUCHIDA1）,NobuyaHAYASHI1）,
RinaKOSAKA2）,YasutakaSOEDA2）（1）Kyushu
University,2）SumikaAgrotechCo.,Ltd.）

16:00-17:50 C5-P9-006
誘電体バリア放電と紫外光により生成された活性酸素
種を用いた果実の鮮度保持 / Freshness Keeping of 
Fruits Using Active Oxygen Species Produced by 
DBD and UV Light

中村　研太1）、福原　義剛1）、小野　大帝1）、
塚崎　守啓2）、馬場　紀子2）、林　信哉1）（1）九州大学大
学院総合理工学府、2）福岡県農林業総合試験場）
KentaNAKAMURA1）,YoshitakeFUKUHARA1）,
ReotoONO1）,MorihiroTSUKAZAKI2）,
NorikoBABA2）,NobuyaHAYASHI1）
（1）InterdisciplinaryGraduateschoolofEngineering
Sciences,KyushuUniversity,2）FukuokaPrefecture
AgricultureandForestrySynthesisLaboratory）

16:00-17:50 C5-P9-007
プラズマによる植物の成長促進に最適なガス種に
ついて / Most Suitable Gas Species of Growth 
Enhancement of Plants  Induced by Plasma 
Irradiation

渡辺　哲史1）、小野　大帝1）、林　信哉1）、田代　康介2）、
萩原　央子3）（1）九州大学大学院総合理工学府、2）九州大学
大学院生物資源環境科学府、3）株式会社セルイノベーター）
SatoshiWATANABE1）,ReotoONO1）,
NobuyaHAYASHI1）,KosukeTASHIRO2）,
HirokoHAGIWARA3）（1）InterdisciplinaryGraduate
schoolofEngineeringSciences,KyushuUniversity,
2）GraduateSchoolofBioresourceand
BioenvironmentalSciences,KyushuUniversity,3）Cell
innovatorCo.Ltd.）

16:00-17:50 C5-P9-008
大気圧プラズマによる大腸菌の不活性化因子の調査 / 
Search for Inactivation Factor of E.coli Irradiated 
by Atmospheric Plasma

眞弓　尚大1）、林　信哉1）、柳生　義人2）（1）九州大学大
学院総合理工学府、2）佐世保工業高等専門学校）
TakahiroMAYUMI1）,NobuyaHAYASHI1）,
YoshihitoYAGYU2）（1）InterdisciplinaryGraduate
schoolofEngineeringSciences,KyushuUniversity,
2）NationalInstituteofTechnology,SaseboCollege）



16:00-17:50 C5-P9-009
高周波酸素プラズマを用いた歯科用器材滅菌器の滅菌
特性および素材適合性 / Sterilization Characteristics 
and Material Compatibility of Dental Sterilizer 
using RF Oxygen Plasma

坂井　靖広1）、劉　震1）、林　信哉1）、後藤　昌昭2）（1）九
州大学大学院総合理工学府、2）佐賀大学医学部）
YasuhiroSAKAI1）,ZhenLIU1）,NobuyaHAYASHI1）,
MasaakiGOTO2）（1）InterdisciplinaryGraduateschool
ofEngineeringSciences,KyushuUniversity,2）Faculty
ofMedicine,SagaUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-010
ソリューションプラズマプロセスにより合成した異
種元素含有カーボンの酸素還元反応活性と元素組成
に及ぼすハロゲン元素の影響 / Effect of Halogen 
on the Oxygen Reduction Reaction Activity and 
Elemental Composition of Heteroatom-containing 
Carbon Synthesized by Solution Plasma Process

木口　崇彦1）、金子　陽太1）、千葉　聡1）、石﨑　貴裕1,2）
（1）芝浦工業大学、2）JST-CREST）
TakayoshiKIGUCHI1）,YoutaKANEKO1）,
SatoshiCHIBA1）,TakahiroISHIZAKI1,2）（1）Shibaura
InstituteofTechnology,2）JST-CREST）

16:00-17:50 C5-P9-011
大気圧プラズマ電気分解による複合金属ナノ粒子
の合成 / Synthesis of Multi-component Metal 
Nanoparticles by Atmospheric-pressure Plasma 
Electrolysis

白井　直機、二戸　愛仁、内田　諭、杤久保　文嘉（首
都大学東京）
NaokiSHIRAI,AihitoNITO,SatoshiUCHIDA,
FumiyoshiTOCHIKUBO（TokyoMetropolitan
University）

16:00-17:50 C5-P9-012
光支援熱電子放出のためのマイクロ波プラズマを用い
たp型Siエミッタの表面処理 / Surface Treatment of 
p-Si emitter Using Microwave Plasma for Photon 
Enhanced  Thermionic Emission

渡邉　孝俊1）、羽田　篤史2）、井上　健吾2）、
荻野　明久1,2）（1）静岡大学総合科学技術研究科、2）静岡大
学工学研究科）
TakatoshiWATANABE1）,AtsushiHADA2）,
KengoINOUE2）,AkihisaOGINO1,2）（1）GraduateSchool
ofIntegratedScienceandTechnology,Shizuoka
University,2）GraduateSchoolofEngineering,Shizuoka
University）

16:00-17:50 C5-P9-013
各雰囲気下における非平衡二次元平面プラズマによ
るTiO2膜の形成 / TiO2 Thin Films Prepared with 
a Non-equilibrium Two-dimensional Plasma at 
Room Temperature under Various Atmospheres

増田　優貴1）、掘水　懸登1）、丹　祐人1）、金指　翔大1）、
奥谷　昌之1,2）（1）静岡大学大学院工学研究科、2）静岡大学
グリーン科学技術研究所）
YukiMASUDA1）,KentoHORIMIZU1）,MasatoTAN1）,
SyotaKANEZASHI1）,MasayukiOKUYA1,2）
（1）GraduateSchoolofEngineering,Shizuoka
University,2）ResearchInstituteofGreenScienceand
Technology,ShizuokaUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-014
アセトニトリル溶液におけるInN薄膜のエレクトロク
ロミック特性 / Electrochromic Properties of InN 
Films in Acetonitrile Solution

枡川　尊重1）、井上　泰志1,2）、高井　治3）（1）千葉工業大
学大学院工学研究科、2）千葉工業大学工学部、3）関東学
院大学材料・表面工学研究所）
TakashigeMASUKAWA1）,YasushiINOUE1,2）,
OsamuTAKAI3）（1）GraduateSchoolofEngineering,
ChibaInstituteofTechnology,2）Facultyof
Engineering,ChibaInstituteofTechnology,3）Materials
&SurfaceEngineeringResearchInstitute,Kanto-
GakuinUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-015
He/O2プラズマジェット照射による液中酸化反応に及
ぼすプラズマ照射距離の効果 / Effects of Plasma-
irradiation Distance on Oxidation Reaction in 
Liquid Induced by He/O2 Plasma-jet Irradiation

中島　厚1）、内田　儀一郎1）、
川崎　敏之2）、古閑　一憲3）、竹中　弘祐1）、
白谷　正治3）、節原　裕一1）（1）大阪大学接合科学研究所、
2）日本文理大学工学部、3）九州大学）
AtsushiNAKAJIMA1）,GiichiroUCHIDA1）,
ToshiyukiKAWASAKI2）,KazunoriKOGA3）,
KosukeTAKENAKA1）,MasaharuSHIRATANI3）,
YuichiSETSUHARA1）（1）JWRI,OsakaUniversity,
2）SchoolofEngineering,NipponBunriUniversity,
3）KyushuUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-016
活性種制御水導入空気プラズマジェットによる分生子
発芽抑制 / Conidium Germination Suppression by 
Reactive-Species-Controlled Air Plasma Jet

嶋田　啓亮1）、小西　秀明1）、高島　圭介1）、
金子　俊郎1）、猪苗代　翔太2）、大坂　正明2）、
瀬尾　直美2）（1）東北大学大学院工学研究科、2）宮城県農
業・園芸総合研究所バイオテクノロジー開発部）
KeisukeSHIMADA1）,HideakiKONISHI1）,
KeisukeTAKASHIMA1）,ToshiroKANEKO1）,
SyotaINAWASHIRO2）,MasaakiOSAKA2）,
NaomiSEO2）（1）DepartmentofElectronicEngineering,
TohokuUniversity,2）MiyagiPrefecturalAgriculture
andHorticultureResearchCenter）

16:00-17:50 C5-P9-017
じゃがいも萌芽防止のための大気圧プラズマジェット
の光学診断 / Optical Diagnostic of Atmospheric 
Pressure Plasma Jet for Potato Sprout 
Suppression

西山　修輔、鈴木　崇久、佐々木　浩一（北海道大学大
学院工学研究院）
ShusukeNISHIYAMA,TakahisaSUZUKI,
KoichiSASAKI（GraduateSchoolofEngineering,
HokkaidoUniversity）



16:00-17:50 C5-P9-018
プラズマ照射生体表面の非線形分光測定 / Nonlinear 
Optical Spectroscopic Measurements of Plasma-
treated Bio-surfaces

石川　健治1）、古田　凌1）、竹田　圭吾1）、太田　貴之2）、
橋爪　博司1）、近藤　博基1）、伊藤　昌文2）、関根　誠1）、
堀　勝1）（1）名古屋大学、2）名城大学）
KenjiISHIKAWA1）,RyoFURUTA1）,
KeigoTAKEDA1）,TakayukiOHTA2）,
HiroshiHASHIZUME1）,HirokiKONDO1）,
MasafumiITO2）,MakotoSEKINE1）,MasaruHORI1）
（1）NagoyaUniversity,2）MeijoUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-019
酸素ラジカル照射による中性pH領域溶液の微生物殺菌
のUV吸収 / UV Absorbances of Solutions Treated 
with Oxygen Radicals in Neutral pH Region for 
Inactivating Microorganisms

小林　剛士1）、橋爪　博司2）、太田　貴之1）、
石川　健治2）、堀　勝2）、伊藤　昌文1）（1）名城大学、2）名
古屋大学）
TsuyoshiKOBAYASHI1）,HiroshiHASHIZUME2）,
TakayukiOHTA1）,KenjiISHIKAWA2）,
MasaruHORI2）,MasafumiITO1）（1）Meijo　University,
2）NagoyaUniversity）

16:00-17:50 C5-P9-020
プラズマ処理水を用いたスプラウトの生長促進 / 
Growth Enhancement of Sprout using Plasma-
Treated Water

山下　郷志郎1）、太田　貴之1）、伊藤　昌文1）、堀　勝2）
（1）名城大学大学院理工学研究科、2）名古屋大学大学院工
学研究科）
KyoshiroYAMASHITA1）,OhtaTAKAYUKI1）,
MasafumiITO1）,MasaruHORI2）（1）GraduateSchoolof
Meijo,UnivercityofScienceandTechnology,
2）GraduateSchoolofNagoya,Universityof
Engineering）


